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【はじめに】溶液分散 Siナノ結晶は室温で可視発光を示し，無毒な材料であるため，バイオマテ

リアルへの応用が期待されている．溶液分散 Si ナノ結晶の作製は，SiO2 薄膜に埋め込まれた Si

ナノ結晶をフッ化水素酸でエッチングした後，親水性有機分子で表面終端する方法が広く用いら

れている．しかしこの方法では，ナノ結晶の作製に高価な製膜装置が必要となる．本研究では，

市販の安価な SiO粉末を出発材料とし，表面が有機分子で終端された Siナノ結晶の作製を試みた．

また，作製した溶液分散 Siナノ結晶の発光特製の評価を行った． 

【実験方法】平均粒径 38μmの SiO 粉末を 1100℃で熱アニール処理することにより，SiO2パウダ

ー(マイクロ粒子)中に埋め込まれた Siナノ結晶を作製した．フッ化水素酸水溶液により，表面 SiO2

の除去を行った後，Siナノ結晶を親水性有機分子であるウンデシレン酸溶液に投入し，100℃まで

加熱し表面終端処理を行った．表面終端処理前後の Siナノ結晶をそれぞれエタノール中に分散し，

FT-IR スペクトル及び PLスペクトルを測定した． 

【結果と考察】Fig.1にウンデシレン酸による表面終端処理を行った前後の Siナノ結晶の FT-IR ス

ペクトルを示す．終端処理を行う前では 2100cm
-1付近の Si-H ボンドに起因する吸収ピークが見ら

れるため，水素によって表面が終端されていると考えられる．一方，終端処理後では Si-H ボンド

の吸収ピークが減少し，1450cm
-1付近の Si-C ボンドに起因する吸収ピークが現れている．これら

の結果は，水素終端されていた Si表面がウンデシレン酸で終端されたことということを示してい

る．Fig.2 は PL スペクトルの測定結果である．ウンデシレン酸で終端することによって，発光強

度が減少し，ピーク波長が短波長シフトしている．この波長の短波長シフトは，Si-C ボンドの増

加に起因しているのではないかと考えられる． 
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 Fig. 1 FT-IR spectra of Si nanocrystals                Fig. 2 PL spectra of Si nanocrystals 
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